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Técnicas de litografia en Semiconductores
Microcredencial 6 ECTS (30h aula + 30h en SALA BLANCA)

CATEDRA UPM - INDRA en MICROELECTRONICA
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:QUE APRENDERAS EN ESTE CURSO?

1. Introduccion a la litografia
i.  Tipos de litografia
ii. Tipos de Resinas

iii. Ataquesy gases especificos para los
mismos

Litografia optica

3. Litografia por haz de electrones (e-beam
lithography, EBL)

4. Preparacion de mascaras para litografia
Optica
5. NanoFrazor Lithography (NFL)

Software de disefio de mascaras.

7. Software de calculo de dosis basado en
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